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１．概要（Summary） 

これまでに、高エネルギー重イオンビームを用いて、3

次元的に機能制御を行った機能性材料の開発研究を行

ってきている。本材料の加工方法をイオンビームから電子

ビームに変更することで、産業利用へつなげることを研究

目的とする。具体的には、リソグラフィー，ドライエッチング

によりにより、マイクロ～ナノオーダーで微細加工されたス

テンシルマスクを阪大拠点で作製して頂き、得られたマス

クを用いて電子ビームによる材料の機能化を早稲田大学

で行い、機能化領域の空間広がりなどを評価し、産業応

用を検討する。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した装置 

LED 描画装置(PLS-1010)、深掘りエッチング装置

(RIE-400iPB-NP) 

・実験方法 

阪大拠点にて、LED 描画装置を用いて、10m～

40サイズの描画を行った後、深掘りエッチング装置

によりシリコン製のステンシルマスクを作製する。 

今年度はパターニング及びシリコン深堀エッチン

グの条件検討を実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

条件検討を行った結果、所望のパターンを有する

シリコン製ステンシルマスクを作成できる目処が得

られた。 

平成 27 年度も継続して阪大拠点を利用し、描画し

たパターンを深堀エッチングによりシリコン製のス

テンシルマスクの作製を行う。その後、早大にて、

電子ビームによる機能化領域の空間広がりなどの評

価実験を行う予定である。 
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